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ナノスケールの微小構造にのみ発生するドレスト光子（Dressed Photon: DP)を利用した表面平滑

化手法(DP エッチング)で、ガラスからダイヤモンドまで幅広い素材表面を原子スケールレベルま

で平坦化することが可能となっている[1]。また DPエッチングでは、3次元構造を有する試料に

対して入射光の偏光依存性があることもわかっている[2]。前回までに、ZrO2のナノグレーティン

グ構造基板[3]に対してエッチング用光源の偏光依存性を測定したところ、垂直方向の入射光時に

高いエッチングレートが得られることが分かっている。今回は加工用材料として、ゾルゲル法に

より作製されたTiO2 (Figs. 1(a)および 1(b))を用いて、DPエッチングの偏光依存性の観察を行った。

エッチング用の光源には波長 325nmの He-Cdレーザを使用した。 

Fig. 1(c)および 1(d)は、ナノグレーティング構造に対して垂直および並行偏光によって 15分間 

DPエッチングを施した後の原子間力顕微鏡（Atomic Force Microscope: AFM）像の断面図を表して

いる。その結果、ZrO2ナノ

グレーティング構造のエッ

チングで見られた明確なエ

ッチングレートの違いは見

られなかった。これは TiO2

が ZrO2とは異なりエッチン

グ用レーザ（波長 325nm）

を吸収するため、物質形状に

関わらずエッチングが発生

したためであると考えられ

る。 
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Fig. 1 (a) and (b) AFM images of before etching of ZrO2 nanostructures 

at different area. (c) and (d) Cross sectional profiles in (a) an (b). (c) and 

(d) were obtained with perpendicular polarization and parallel 

polarization along the nanostructures, respectively. 
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